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Abstract (en)
[origin: WO2018178000A1] The invention relates to a method for producing a multilayer film (10), wherein in at least one step at least one ink is
applied onto a layer by means of inkjet printing, whereby at least one region of at least a first print (100) is provided and wherein the first print (100)
is covered by at least one further layer. The invention further relates to a multilayer film (10), in particular produced by a method according to the
invention, comprising at least a first print (100), the print (100) being produced by means of inkjet printing, wherein the print (100) is arranged within
the multilayer film (10) and is covered by further layers of the multilayer film (10).

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer Mehrschichtfolie (10), wobei in zumindest einem Schritt zumindest eine Ink auf eine Schicht
mittels Inkjet-Druck aufgebracht wird, wodurch zumindest ein Bereich zumindest eines ersten Drucks (100) bereitgestellt wird und wobei der erste
Druck (100) von zumindest einer weiteren Schicht bedeckt wird. Ferner betrifft die Erfindung eine Mehrschichtfolie (10), insbesondere hergestellt
durch ein erfindungsgemäßes Verfahren, aufweisend zumindest einen ersten Druck (100), wobei der Druck (100) mittels Inkjet-Druck hergestellt ist
und wobei der Druck (100) innerhalb der Mehrschichtfolie (10) angeordnet ist und von weiteren Schichten der Mehrschichtfolie (10) bedeckt ist.
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